1. Būdas magnetiniam laukui su pakeisto lauko konfigūracija (FRC) generuoti ir palaikyti sistemos izoliavimo kameroje (100), sistema apima:

pirmąją ir antrąją diametraliai priešingos FRC formavimo sekcijas (200), sujungtas su izoliavimo kamera (100),

pirmąjį ir antrąjį perjungiklius (300), sujungtus su pirmąją ir antrąją formavimo sekcijomis (200),

vieną arba daugiau iš daugelio plazminių purkštuvų (350), 

vieną arba daugiau poslinkio elektrodų ir pirmąjį ir antrąjį veidrodinius kištukus (440), kuriame daugelis iš plazminių purkštuvų (350) apima pirmąjį ir antrąjį ašinius plazminius purkštuvus (350) veikiant sujungtus su pirmuoju ir antruoju perjungikliais (300), pirmąja ir antrąja formavimo sekcija (200) ir izoliavimo kamera (100), kur vienas arba daugiau poslinkio elektrodų yra patalpinti vienoje arba daugiau izoliavimo kamerų (100), pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200) ir pirmojo ir antrojo perjungiklių (300), ir kuriame pirmasis ir antrasis veidrodiniai kištukai (440) yra patalpinti tarp pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200) ir pirmojo ir antrojo perjungiklių (300),

geterinę sistemą (800), sujungtą su izoliavimo kamera (100) ir pirmuoju ir antruoju perjungikliais (300),

daugelį neutralių dalelių pluošto injekcijos prietaisų (600, 615), sujungtų su izoliavimo kamera (100) greta izoliavimo kameros vidurio plokštumos ir orientuotų neutralių dalelių pluoštus purkšti link vidurio plokštumos kampu apytikriai nuo 15°iki 25° mažesniu, nei statmuo į izoliavimo kameros išilginę ašį, ir
magnetinę sistemą (410), apimančią daugelį kvazi – dc ričių (432, 434, 436 ir (444), išdėstytų aplink izoliavimo kamerą (100), pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200) ir pirmojo ir antrojo perjungiklių (300), pirmojo ir antrojo kvazi – dc veidrodinių ričių (432, 434, 436 ir 444) rinkinio, patalpinto tarp izoliavimo kameros (100) ir pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200),

būdas apimantis šiuos žingsnius:

FRC formavimą aplink plazmą izoliavimo kameroje, kur FRC plazma yra tarpuotame ryšyje su izoliavimo kameros siena, ir

FRC palaikymą prie arba apytikriai pastovios reikšmės be gesimo purškiant greitųjų neutralių dalelių pluoštus iš neutralių pluoštų purškimo prietaisų į FRC plazmą kampu apytikriai nuo 15° iki 25° mažesniu už statmenį į izoliavimo kameros išilginę ašį ir link izoliavimo kameros vidurio plokštumos.

2. Būdas pagal 1 punktą dar apimantis magnetinio lauko generavimo žingsnį kameros viduje su kvazi pastovios srovės ritėmis, besidriekiančiomis aplink kamerą, arba magnetinio lauko generavimo žingsnį viduje kameros, pirmosios ir antrosios formavimo sekcijos ir perjungiklių su kvazi pastovios srovės ritėmis, besidriekiančiomis aplink kamerą, formavimo sekcijas ir perjungiklius.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktą dar apimantis veidrodinio magnetinio lauko generavimo žingsnį per kameros priešingus galus su kvazi pastovios srovės veidrodinėmis ritėmis, besidriekiančiomis aplink kameros priešingus galus, arba veidrodinio magnetinio lauko generavimą tarp formavimo sekcijų ir perjungiklių su kvazi pastovios srovės veidrodinėmis ritėmis, arba veidrodinių kištukų magnetinio lauko generavimą suspaudime tarp formavimo sekcijų ir perjungiklių su kvazi pastovios srovės veidrodinių kištukų ritėmis, besidriekiančiomis aplink suspaudimą tarp formavimo sekcijų ir perjungiklių.

4. Būdas pagal 1 – 3 punktą, kuriame FRC formavimo žingsnis apima vieną iš formavimų FRC formuojančiosios pirmojoje formavimo sekcijoje, sujungtoje su sulaikymo kameros galu, ir FRC formuojančiosios pagreitinimą link kameros vidurio plokštumos tam, kad formuotų FRC arba formuotų pirmosios ir antrosios FRC -ų formuojančiųjų formavimus pirmojoje ir antrojoje formavimo sekcijose prie sulaikymo kameros priešingo galo ir pirmosios ir antrosios FRC -ų formuojančiųjų pagreitinimą link kameros vidurio plokštumos, kur dvi FRC -os formuojančiosios pereina į FRC formavimą, arba kuriame FRC formavimo žingsnis apima vieną iš formavimų FRC formuojančiosios, tuo tarpu greitinama FRC formuojančioji link kameros vidaus plokštumos ir formuojama FRC formuojančioji, kai greitinama FRC formuojančioji link kameros vidaus plokštumos.

5. Būdas pagal 4 punktą dar apimanti FRC magnetinio srauto paviršių valdymą į kreiptuvą, prijungtą prie pirmosios formavimo sekcijos galo arba FRC magnetinio srauto paviršių valdymą į perjungiklius, sujungtus su pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų galais. 

6. Būdas pagal 1 – 5 punktą, dar apimantis vieną iš kameros vidaus paviršių, formavimo sekcijų, ir perjungiklių su geterine sistema kondicionavimo arba kameros vidaus paviršiaus, formavimo sekcijų, ir perjungiklių su geterine sistema, kuriame geterinė sistema apima vieną iš titano nusodinimo sistemos ir ličio nusodinimo sistemos, kondicionavimo žingsnių.

7. Būdas pagal 1 – 6 punktą, dar apimantis ašinio plazmos įšvirkštimo į FRC iš ašiniu būdu įmontuotų plazminių purškiklių žingsnį.

8. Būdas pagal 1 – 7 punktą, dar apimantis vieną iš spindulinio elektros lauko profilio kontroliavimą FRC kraštiniame sluoksnyje su poslinkio elektrodais arba spindulinio elektros lauko profilio kontroliavimą FRC kraštiniame sluoksnyje pritaikant elektros potencialo paskirstymą į FRC atvirųjų srauto paviršių grupę su poslinkio elektrodais žingsnių.

9. Būdas pagal 1 – 8 punktą, kuriame sistema dar apima vieną arba daugiau:

dvi arba daugiau apkrovos ričių, sujungtų su izoliavimo kamera, ir jonų piliulių purkštuvą, prijungtą prie izoliavimo kameros.

10. Būdas pagal 9 punktą, kuriame FRC palaikymo žingsnis dar apima neutralių atomų piliulių įpurškimą iš piliulių purkštuvo į FRC.

11. Būdas pagal 10 punktą, dar apimantis vieno iš magnetinio dipolio lauko ir magnetinio kvadrupolio lauko generavimo žingsnį kameros viduje su apkrovos ritėmis, sujungtomis su kameromis, ir 

12. Būdas pagal 1 – 11 punktą, kuriame FRC palaikymo žingsnis prie arba apytikriai pastovios vertės be mažėjimo pagal greitųjų neutralių atomų pluoštų įpurškimą apima FRC palaikymą prie arba apytikriai pastovios reikšmės be mažėjimo, tuo tarpu neutralių atomų pluoštai yra įpurkšti į FRC. 

13. Būdas pagal 1 – 11 punktą, kuriame formavimo sekcija apima moduliuotas formavimo sistemas FRC generavimui ir jos perkėlimui link izoliavimo kameros vidurio plokštumos.

14. Būdas pagal 13 punktą, kuriame formavimo sistemos apima vieną iš impulsinių energijos formavimo sistemų arba daugelį iš energijos ir kontrolės mazgų, prijungtų prie atskiro vieno iš daugelio juostų montažų tam, kad tiektų energiją ričių rinkiniui atskiram vienam iš daugelio juostų montažų, apvyniotų aplink pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų pailgą vamzdį, arba daugelį iš energijos ir kontrolės mazgų, prijungtų prie atskiro vieno iš daugelio juostų montažų tam, kad tiektų energiją ričių rinkiniui atskiram vienam iš daugelio juostų montažų, apvyniotų aplink pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų pailgą vamzdį, kuriame atskiras vienas iš daugelio energijos ir kontrolės mazgų apima trigerį ir kontrolės sistemą arba daugelį iš energijos ir kontrolės mazgų, prijungtų prie atskiro vieno iš daugelio juostų montažų tam, kad tiektų energiją ričių rinkiniui atskiram vienam iš daugelio juostų montažų, apvyniotų aplink pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų pailgą vamzdį, kuriame atskiras vienas iš daugelio energijos ir kontrolės mazgų, apimančių trigerį ir kontrolės sistemą, kurioje trigeris ir kontrolės sistemos atskiro vieno iš daugelio iš energijos ir kontrolės mazgų, galinčių būti sinchronizuojamais tam, kad įgalintų statinį FRC formavimą, kuriame FRC yra suformuota ir tuomet įpurškiama arba dinaminį FRC formavimą, kuriame FRC yra suformuota ir perduodama simultaniškai. 

15. Būdas pagal 1 – 11 punktą, kuriame poslinkio elektrodai apima vieną arba daugiau iš vieno arba daugiau taškinių elektrodų, patalpintų izoliavimo kameros viduje tam, kad kontaktuotų atviro lauko linijos, žiedinių elektrodų rinkinys tarp izoliavimo kameros ir pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų tam, kad įkrautų nutolusius srauto sluoksnius azimutiniu simetriniu būdu, daugelis koncentriškai sudėtų elektrodų, patalpintų pirmame ir antrame perjungikliuose, tam, kad įkrautų sudėtinius koncentrinius pluošto sluoksnius, ir plazmos išmetimo anodus tam, kad sustabdytų atvirą srautą.

